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第 2 章では、幾何学的に 3 次元シリコン材料と 1 次元直鎖ポリシランの中間となる骨格次元性を有する分岐導入及
びネットワークポリシランの合成を行った。
第 3 章では、これら高分子に対し、ポリシランの高分子反応において、重要な役割を担う主鎖上中性ラジカル(シ












い点を鑑みると、現実のポリシランとケイ素 l 次元理想鎖系には大きな隔たりが存在していると同時に、理想 l 次元
鎖において実現される電子構造は、まさに半導体量子細線のそれに近いものになることが予想される。
第 4 章では、ポリシランを光・放射線感応材料として用いた場合に起こる現象について詳細に検討した。 7 線照射
によって形成される化学反応活性種の同定を EPR 法を用いて行った結果、固体ポリシラン中では lSi 原子にスピン
密度が強く局在化したシリルラジカルが極めて安定に存在することが示している。同様の構造を有する炭素中心のラ
ジカル種との比較において極めて高い安定性を示し、以後の放射線による架橋・分解反応において主導的な役割を果
たすことが示唆されるo 次に、光・ 7 線・高エネルギー電子線など低いエネルギー付与密度を有する放射線(低 Lin­
ear Energy Transfer: LET 放射線)から、粒子線のような非常に高いエネルギー付与密度を有する放射線(高 LET
放射線)まで、入射する放射線の種類(線質)を系統的に変化させ、国体ポリシランの反応挙動を調べる研究を行っ





























3 )ポリシランを光・放射線感応材料として用いた場合に起こる現象について詳細に検討した。 γ 線照射によって形
成される化学反応活性種の同定を行った結果、国体ポリシラン中ではシリルラジカルが極めて安定に存在するこ
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とを見出した点。また粒子線のような非常に高いエネルギー付与密度を有する放射線を用いた場合、固体ポリシ
ラン中での化学反応は従来の化学反応の概念を打破する、極めて特異な高密度活性種による不均質化学反応場を
形成する事が明らかとなり、この結果、特別な化学処理を必要とせずに架橋ポリシランを形成できる事を示すと
同時に、耐光分解性を有する高ホール輸送材料に転化可能であることを明らかとした点。
以上のように、本論文は該当分野の研究において、極めて重要な知見を集約し、特にケイ素骨格高分子の示す様々
な物性の予測・反応機構については比類なきものであると考える o よって本論文は博士論文として価値あるものと認
める。
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